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Tl’tulo: Instrumento y método para calibrar la uniformidad de la iluminacién con aplicacién en
medida de reflectancia con imagenes multiespectrales o hiperespectrales

@Resumen: .
Instrumento y método para calibrar la uniformidad de '

la iluminacion con aplicacion en medida de Wy | 1
reflectancia con imagenes multiespectrales o L e
hiperespectrales. p
La presente invencién se refiere a un instrumento —ﬂ
para calibrar la uniformidad de la iluminacion de una
muestra (9) que permite extraer el patron de e
iluminacién sobre una superficie desplazando la S e
fuente de iluminacion (1) con respecto a la muestra d

(9) a testar, que no es necesario mover, sin necesidad
de utilizar una pantalla blanca calibrada cuasi
lambertiana del tamafio de la muestra. El patréon
obtenido se determina mediante un calculo de s——1—" P—
diferencias entre la imagen A y la imagen B. Este
patrén se puede usar para obtener la distribucion de
luz en una superficie cualquiera y se puede emplear
para la calibracion de la iluminacién en medidas de
reflectancia con cadmaras hiperespectrales.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 41 LP 24/2015.
Dentro de los seis meses siguientes a la publicacién de la concesion en el Boletin Oficial de
la Propiedad Industrial cualquier persona podra oponerse a la concesion. La oposicion
debera dirigirse a la OEPM en escrito motivado y previo pago de la tasa correspondiente
(art. 43 LP 24/2015).
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